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В данной работе была проведена оценка экранирующих параметров CuBi2O4 тонких пленок, полученных методом электрохимического осаждения, а также произведен сравнительный анализ слоя половинного поглощения (HVL) полученных образцов с другими композитными материалами из литературных данных при облучении γ квантами с энергиями 122, 662 и 1270 кэВ (см. Рис 1).

Рис.1 Сравнение величин HVL для различных материалов



На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что CuBi2O4 тонкие пленки демонстрируют высокие показатели эффективности экранирования γ-излучения, превышающие аналогичные параметры у приведенных материалов.
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